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VAD Instrument ha elegido los encoderes
opticos UHV de Renishaw para sus
plataformas de movimiento
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Cliente: Obijetivo: Solucion:

VAD Instrument Mejorar el rendimiento del control Los encdderes dpticos

de movimiento en entornos de UHV TONiIC™ de

vacio para minimizar el impacto de Renishaw proporcionan

los contaminantes del aire. un rendimiento y
fiabilidad excelentes en
aplicaciones de vacio.

Sector:
Electrénica

La tecnologia de vacio se emplea en muchos procesos de
fabricacion de alta precision. Las aplicaciones mas habituales
son la inspeccién y union de obleas semiconductoras,
fotolitografia y deposicién de peliculas delgadas.

Las plataformas de movimiento son parte integral de
estos procedimientos complejos, por lo que deben de ser
compatibles con entornos de vacio.

Los encoéderes dpticos UHV TONIC™ de Renishaw estan
disefiados expresamente para compartimentos de vacio
alto y ultra-alto, y cumplen los estrictos requisitos de FPD
y equipos de procesamiento de semiconductores. VAD
Instrument, con sede en Corea del Sur, fabrica una amplia
gama de plataformas de movimiento de precisién para
semiconductores, FPD y aplicaciones electrénicas.

VAD ha elegido el encéder UHV TONIC y el encéder laser
de fibra dptica RLE de Renishaw para su ultima gama de

plataformas compatibles con vacio, con rendimiento de control
de movimiento mejorado.



Para generar vacio de alta calidad o vacio ultra-alto (UHV),
primero se elimina el aire en un compartimento cerrado
(camara de vacio) mediante una serie de bombas.

Muchos procesos industriales de precision modernos se
realizan en un entorno de vacio para minimizar el impacto de
los contaminantes del aire. Las plataformas de movimiento
compatibles con vacio se componen de rodamientos, railes
guia, husillos y motores disefiados especificamente. La
disipacion del calor del motor supone a veces un problema
para el vacio, por lo que debe regularse estrictamente
mediante sistemas de refrigeracion. Una condicion previa de
los componentes compatibles con vacio es la reduccién al
minimo de la emision de gases, conforme al analisis de gas
residual (RGA), es despreciable.
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Los componentes de encéder dpticos, como la cabeza
lectora y la regla, instalados en el interior de una camara

de vacio, tienen distintas caracteristicas, como resistencia a
altas temperaturas (>100 °C) para resistir los procedimientos
de calentamiento necesarios para UHV. Esto exige limpieza
para eliminar las huellas de la superficie, aceite y lubricantes;
rejillas de ventilacion para asegurar la ventilacion de aire

en el interior de la cabeza lectora; cables con aislamiento
PTFE y cobre trenzado chapado; y grabacion laser en vez de
etiquetas, para eliminar los adhesivos.

En cuanto al usuario final, un cuidadoso disefio de los
equipos de vacio reduce el tiempo de bombeo, mejora el
control de procesos y aumenta la produccion.

Renishaw nos facilita soluciones de posicion de alto rendimiento asequibles, y nos ofrece un servicio técnico y una

formacion periddica excelentes.

VAD disefa y fabrica plataformas de movimiento de precision

y equipos de procesamiento a medida para entornos de vacio.

Sus productos de control de movimiento utilizan los sistemas
de encdder TONIC de Renishaw, con reglas especificadas
conforme a los requisitos de precision.

Don Baek-Kyun Song, presidente de VAD, explica: “Nuestros
modelos de plataforma general estan equipados con

reglas de cinta de acero inoxidable de la serie RTLC.

Para aplicaciones de vacio avanzadas, como equipos de
inspeccion éptica automatica (AOI) de paneles de pantalla

o de procesamiento de semiconductores, empleamos

las reglas RELM de mayor precision. La regla se lee por
medio de una cabeza lectora TONIC compatible en vacio,
conectada a una interfaz instalada fuera de la camara de
vacio. Existen muchos productos de encéder de alta precision
en el mercado, pero solo unos pocos son compatibles con
aplicaciones de vacio. El encéder UHV TONIC de Renishaw
proporciona un rendimiento y fiabilidad excelentes, por lo que
es nuestra principal eleccion”.

VAD Instrument (Corea de Sur)

Los encéderes UHV TONIC, desde los cables hasta las
cabezas lectoras y las reglas, estan disehados para soportar
presiones por debajo de los 10° mbar. La cabeza lectora
UHV TONiIC esta equipada con un cable apantallado RFI, y
su principio basico de funcionamiento, sus especificaciones
y su rendimiento, son los mismos que en el modelo estandar
TONIC. El encoder esta
fabricado con materiales
compatibles con vacio y salas
limpias, y esta disefiado

para permitir la evacuacion
completa de la carcasa de la
cabeza lectora. Las cabezas
lectoras y las reglas UHV
TONIC cuentan también

con la certificacion de una
agencia independiente de
ensayos mediante el andlisis
de los datos obtenidos en

un espectrometro de masa

cuadrupolo de gas residual
(RGA).



El envoltorio con sellado especial de papel aluminio de cada
encoder UHV TONIC, garantiza una entrega al cliente en
condiciones de sala limpia.

La serie de encéderes TONIC ofrece una extensa gama de
opciones de cabeza lectora, que pueden emparejarse a una
variedad de reglas compatibles.

El Sr. Song explica el criterio de VAD al elegir las reglas del
encdder: “Algunos de nuestros modelos de alta gama utilizan
la regla de alta precision RELM, con practicamente nula-cero
expansion térmica, que garantiza la precision de posicion en
entornos con grandes variaciones de temperatura.

Por ejemplo, las temperaturas dentro de una camara de
vacio pueden variar hasta 100 °C entre un lado y otro. Los
productos de encéder de Renishaw disfrutan de una buena
reputacion en el mercado; la serie de encdderes TONIC

se utiliza en equipos de alto rendimiento y cuenta con un
amplio reconocimiento en el sector. Ademas, el servicio
post-venta de Renishaw es excelente e incluye boletines de
producto periddicos. Para nosotros, lo mas importante es su
puntualidad en la entrega, por lo que no perdemos clientes
debido a largas esperas por las piezas”.

Para precisién a nivel nanométrico, VAD utiliza el sistema

de encdder laser RLE de Renishaw para el control de
informacion de posicion de una plataforma XY, disefiada para
la inspeccién de mascaras de semiconductores mediante luz
ultra-violeta extrema. El sistema RLE utiliza espejos planos
montados en cada eje lineal y es adecuado para aplicaciones
de vacio, ya que el cabezal laser puede instalarse fuera de la
camara de vacio.

El Sr. Song anade: “Renishaw nos facilita soluciones de
posicion de alto rendimiento asequibles, y nos ofrece un
servicio técnico y una formacion periodica excelentes. El
encdder laser RLE aporta precisién nanométrica a todos los
equipos de proceso de semiconductores y tiene ventajas
adicionales, como la facilidad de instalacion y configuracién y
unos plazos de entrega cortos”.

VAD prueba y calibra sus productos antes de abandonar

la fabrica con el sistema laser XL-80 de Renishaw para
calibracion de maquinas y control de calidad. Estos sistemas
son rapidos, ligeros, portatiles y sumamente precisos, con
precisiones de medicion lineal inferiores a +0,5 ppm.
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La combinacién de encéderes serie TONIC, el sistema de
encoder laser RLE y el sistema de interferémetro laser XL-80
de Renishaw proporciona a VAD una solucién de metrologia
integrada avanzada para sus plataformas de movimiento.

En aplicaciones de vacio, el encéder UHV TONIC con regla de
20 um de paso RELM (ZeroMet™) proporciona una precision
absoluta de +1 um por metro y un coeficiente de expansion
térmica de solo 0,75 +0,35 um/m/°C (a 20 °C). La regla se
instala con cinta autoadhesiva o por medios mecanicos para
evitar la desgasificacion del adhesivo en la camara de vacio.

El encéder laser RLE tiene una resolucion excepcional de
solo 38,6 picometros y un error de no-linealidad del sistema
(SDE) de solo +1 nm.

El Sr. Song ahade: “Somos optimistas sobre la demanda
futura de equipos de aplicacion en vacio, especialmente,
equipos de procesos industriales de precision en la
fabricacion de FPD semiconductores. Actualmente, VAD esta
desarrollando plataformas de procesos relacionados para
estas aplicaciones”.
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